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Sttdstrasse 1, D-82008 Unter haching (DE).    COPY (54) Title: METHOD AND
DEVICE FOR CALIBRATING A DISPLACEMENT PATH AND/OR ANGULAR POSITION OF A
HOLDING DEVICE IN A DEVICE FOR PRODUCING ELECTRICAL ASSEMBLY GROUPS AND
CALIBRATION SUBSTRATE (54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM
KALIBRIEREN FINES VERFAHRWEGS UND/ODER FINER WINKELLAGE FINER
HALTEVORRICHTUNG IN FINER EINR1CHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON ELEKTRISCHEN
BAUGRUPPEN SOWIE KALIBRIERSUBSTRAT (57) Abstract Known methods used to
calibrate the displacement path andlor the angular position of holding
devices in devices for manufacturing electrical assembly groups rely on
optical measurements of the position of replicas (2) assembled on a
calibration substrate (1). Markings (4) made on the simulators (2) and
local reference marks (3) on the calibration substrate (1) are used for
said purpose. Printed circuit cameras used as optical sensors exhibit
marked camera distortion that complicates calibration. A sensor correction
factor is detected by the method, the device and the calibration substrate
(1) disclosed in the invention) wherein the position of two correction
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Zusammenfassung Bekannte Verfahren kalibrieren den Vetfahrweg und/oder die
Winkellage von Haltevorrichtungen in Einrichtungen zur Herstellung von
elektrischen Baugruppen durch optische Messungen der Lage von Nachbildungen
(2) elektrischer Bauelemente, die auf sin Katibriersubstrat ( 1 ) besttickt
Bind. Dazu dienen Markierungen (4) auf den Nachbildungen (2) and lokale
Referenzmarken (3) auf dem Kalibriersubstrat (1). Leiterplattenkameras, die
als optische Sensoren eingesetzt werden, wcisen sine susgeprhgte
Kameraverzerrung auf, die die Kalibrierung erschwert. Durch das
erfindungsgem~lie Verfahren, die Vorrichtung Bowie das Kalibriersubstrat (
1 ) wird sin Sensorkorrekturfaktor ermittelt, indem die Lage zweier
Korrekturmarken (5,6), die in einem vorgegebenen Nennabstand (a) and einer
vorgegebenen Lage zueinander auf dem Kalibriersubstrat (1) angebracht Bind,
mit der Leiterplattenkamera vemtessen wird and das Ergebnis der Messung mit
dem Nennabstand (a) verglichen wird. .A-;
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